CQHPsT

Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem
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Synchronni Vertikalni Dual View (SVDV) pro
vysokou produktivitu a nizké provozni naklady.

Agilent 5900 SVDV ICP-OES

Cas jsou penize

Systém ICP-OES Agilent 5900 SVDV ptinasi radou revolucnich vylepseni z hlediska provozu, vykonu a
produktivity. Je uréen pro laboratore s vysokou prlichodnosti vzork(, které chtéji mérit vzorky efektivnéji

ICP-OES 5900 SVDV disponuje jedinecnou technologii DSC (Dichroic Spectral Combiner — dichroicky
spektralni slu¢ovad/rozdélovac), kterd zachycuje a kombinuje axidlni a radialni svétlo z vertikalni plazmy
v jediném méreni a v celém rozsahu vinovych délek. Model 5900 také vyuziva vysokorychlostni detektor
Vista Chip Ill CCD a v zédkladnim provedeni také integrovany prepinaci ventil AVS 6/7 (AVS - Advanced
Valve System). Spojenim téchto t¥i technologii vzniklo na trhu nejrychlejsi ICP-OES s nejnizsi spotiebu
argonu na redlné zméreny vzorek.

Dalsi vlastnosti, jako je vertikalni hofak s axidlnim pozorovanim a plazmovym rozhranim s chlazenym
konusem CCl (Cooled Cone Interface), umoznuji modelu 5900 mérit vzorky s vysokym obsahem soli,
tékava organicka rozpoustédla ¢i Ziravé matrice vzorkd. Diky své schopnosti analyzovat nardz mnoho
prvka a ktomu s velkym linedrnim dynamickym rozsahem (LDR) je minimalizovana potfeba dalsich
fedéni vzorkl, nebo vice méreni stejného vzorku, coZ dale zvysuje produktivitu. Vyjimeéna robustnost
modelu 5900 SVDV ICP-OES zajistuje, Zze mnohem méné vzorkd je potfeba pfemérovat. Také jsou
minimalizovany prostoje pfistroje z divodu Cisténi ¢i vymeén spotfebniho materialu.
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Co je synchronni vertikalni dual-view

Klasické ICP-OES systémy s dualnim pohledem od uzivatele vyzaduiji, aby pfi tvorbé analytické metody
nastavil, které prvky se méfi s axialnim a které prvky se méfi s radialnim pohledem. Rychlost analyzy je
tak ovlivnéna nutnosti méfit radidlni pohled a axialni pohled postupné. Nékteré technologicky starsi
systémy s technikou dual view stdle pouzivaji horizontalni ulozeni horaku, ktera je vSak ve srovnani s
vertikalni orientaci hofdku méné robustni. Horizontalni uloZeni sniZuje Zivotnost hofaku a limituje
uZivatele v mozZnosti méfit vysokomatri¢ni vzorky. ICP-OES 5900 SVDV s vertikdlnim hordkem a s
technologii DSC ve srovnani s klasickymi ICP-OES s dudlnim pozorovanim uzivatellm poskytne pfesné
vysledky a to v nejrychlejSim mozném case.

ICP-OES 5900 SVDV potiebuje pouze jedno méreni
vzorku. Pred-optika 5900 umoZnuje zacilit svétlo z
axidlniho sméru (emise z centralniho kanalu plazmy) i
radialniho sméru (emise z boku plazmy) do jediného
bodu.

Kdyz je vloZzen DSC filtr do mista shihavost svétla
zobou smérl emise, je kombinace axidlniho a
radidlniho zareni synchronné sméfovana do optiky
(Obrazek 1). Soucasné méreni signalu z axidlniho i
nadeskor  radidlniho sméru vyznamné zkracuje dobu analyzy
WSS Vzorku. Rovnés zajistuje, ze mnoistvi spotfebovaného

evvs

simultannich ICP-OES.

Obrazek 1. Schéma zndzornuje paprsky svétla z axidlni a radidlniho
sméru pozorovani a jejich bod prolnuti na drovni DSC filtru.
Kombinované zareni je pak propusténo do polychromatorové optiky
a dale na detektor.

Naproti tomu klasické ,simultanni“ pfistroje s dual view jsou v propustnosti vzork( limitovany,
protoZe musi signal z axidlniho a radidlniho sméru méfit a vyhodnocovat postupné. UZivatel definuje,
které prvky a vinové délky se maji mérit axidlné a které prvky a vinové délky se maji méfit radidlné. Jsou
tedy v podstaté nutné dvé samostatnd méreni daného vzorku. V zavislosti na konstrukci klasického
simultanniho ICP-OES s dudlnim pozorovanim muze byt pro Uplnou analyzu nutné méfit stejny vzorek
dokonce az ctyrikrat. Vykon pfistrojd byl srovnavan typickou environmentalni analyzou, jakou je US EPA
200.7. S poutzitim obdobnych komponent pro zavadéni vzork( je ICP-OES 5900 SVDV ve srovnani s
konvencnimi systémy se ,,simultannim” dualnim pozorovanim vice nez dvakrat rychlejsi.

Meéritkem realné spotreby argonu neni hodnota v litrech za minutu, ale litry argonu spotiebovaného
na zméreny vzorek. Pokud je tedy doba analyzy snizena na polovinu, spotfeba argonu se snizi o témér
40%, i kdyz je pritok argonu napf. o 20% vyssi. Obrazek 2. ukazuje, jak se méni celkova spotieba argonu
v zavislosti na pratokd Ar a délce méreni pro rlizné pocty vzorku. Jednoduse feceno, spotfeba argonu se
nerovna pratok argonu. Modely ICP-OES 5900 SVDV a 5800 VDV (Vertical Dual View) maji totozny design
Freeform optiky i CCD detektoru VistaChip. V této konfiguraci spotrebuje model 5900 SVDV ve srovnani
s jinymi béZznymi dual view o 30% méné argonu na vzorek.
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DSC filtr umoZnuje, aby specifické vinové délky svétla byly odraZzeny a propoustény do
polychromatoru typu echelle. Tato selekce pak umozniuje, aby vinové délky prvkd na stopovych Urovnich
byly méfeny axialné, zatimco vinové délky prvkd, jako jsou Na a K, které jsou pritomny ve zvySenych
koncentracnich hladinach, byly méreny radialné. Svétlo nezaddoucich vinovych délek je propusténo nebo
odrazeno a nevstupuje vibec do polychromatoru.

ICP-OES 5900 SVDV s DSC filtrem je idedlni pro analyzu vzork( Zivotniho prostfedi, potravin a
zemédélstvi. Tyto vzorky typicky obsahuji prvky jako Na a K v fadech vyssich hodnot ppm a prvky jako
As, Cd, Pb a Se na Urovnich ppb. Pomoci ICP-OES 5900 SVDV lIze vSechny tyto prvky analyzovat v jediném
méreni.

Analyticky vykon

Linedrni dynamicky rozsah

ICP-OES 5900 SVDV poskytuje Siroky linedrni dynamicky rozsah (LDR) pro snadno ionizované prvky
(EIE). Dsledkem pritomnosti vysokych koncentraci EIE ve vzorcich, zejména béznych alkalickych prvkd,
K a Na a v mensi mife prvkd alkalickych zemin, Ca a Mg jsou ionizacni interference. Tyto prvky maji nizky
ionizacni potencial a snadno se tak v plazmatu ionizuji. Pokud je pfitomnost téchto prvk( ve vzorku v
dost vysokych koncentracich, je hustota elektron(i v plazmatu zvysena na uroven, kdy je ovlivnéna i
rovnovaha atomizace / ionizace jinych prvkd. Pfitomnost EIE ve vzorcich ve vysokych koncentracich
zpUsobuje zvyseni nebo potlaceni emisnich signall analytl, coZ ma za nasledek reportovani bud falesné
vysokych, nebo falesné nizkych koncentraci prvka.

Pro pfistroje s Cisté radidlnim pozorovanim obecné plati, Ze se snaze vyhybaji interferencim spojenym
s EIE, protoze vyska pozorovani mize byt optimalizovana tak, aby méfeni probihalo v ¢asti/vysce plazmy,
kde jsou alkalické kovy méné ionizované. Tato taktika minimalizuje Gc¢inky ionizacnich interferenci, které
se jinak projevuji podhodnocovanim nebo nadhodnocovanim vysledkd.

Klasické ICP-OES systémy se simultdnnim dualnim pozorovanim obvykle méfi EIE prvky v radidlnim
pohledu a stopové prvky v axialnim pohledu. To pro kompletni analyzu vSech prvkd ve vzorku vyZzaduje
dvé nebo vice postupnych méreni.
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Diky DSC filtru Ize EIE méfit radidlné, zatimco jsou stopové prvky méreny axidlné a to vse v jediném
méreni. Tato jednoduchd, ale Ucinnd metoda eliminuje ionizacni interference pro prvky jako Na a K

K766.491 nm

Intensity

500 100( 1500

Concentration (mg/L)

Tabulka 1. VytéZznost majoritnich a stopovych prvkd v CRM-MP-A po
mikrovinném rozkladu vzorku.

Element and Certified Value Measured Recovery
Wavelength (nm) (mg/kg) (mag/kg) (%)
K 766.491 16650 17600 95
Na 588.995 4276 4340 99
Fe 238.204 228 2.1 108
Cu 324.754 0.52 0.52 101
Mn 257.610 0.2 0.2 109
Zn 202.548 40.8 42 97

Ctyfi rezimy provozu i pro flexibilitu v budoucnosti.

zatimco ve stejny moment a bez
vlivu na délku méfreni umoznuje
stanoveni stopovych prvki, jako
jsou As, Se, Cd a Pb. Technologie
DSC tak zajistuje nizkou redlnou
spotfebu argonu na vzorek,
presné vysledky a Siroky LDR pro
EIE (Obrazek 3.).

Obrazek 3. ICP-OES 5900 SVDV - Linearni
dynamicky rozsah pro K 766,491 nm od
0,1 do 2500 mg/I.

Nedavna studie ukazuje LDR pro EIE
pfi  mérfeni pro certifikovaného
referenéniho materialu (CRM) stopovych
prvkd v mlééném prasku (MP-A, High
Purity Standards, USA). Data ukazuji
velmi dobrou vytéZznost Na a Ki ve
vysokych koncentracich a vynikajici
vytéznost stopovych analytd z jediné
analyzy.  Souhrn  experimentdlnich
vysledk( je uveden v Tabulce 1.

Pro maximalni flexibilitu a pokryti aplikaci mohou modely 5900 SVDV ICP-OES s technologii DSC
pracovat ve Ctyfech rliznych rezimech (méjte na paméti, Ze vSechny konfigurace a provozni rezimy
pouzivaji robustni vertikalni hofak). Voli¢ rezimd (obrazek 4) umistuje pfislusnou optickou souéast (DSC,
zrcadlo / diru, diru nebo zrcadlo) do svételné drahy a umoznuje nasledujici provozni rezimy:

1. Synchronni vertikalni dudIni pozorovani (SVDV): Voli¢ rezimu = DSC, umozZiuje synchronni méreni

z axialniho a radialniho sméru

2. Vertikalni dualni pozorovani (VDV): Voli¢ rezimu = Zrcadlo / Otvor, umoziuje sekvenéni méfeni z

axialniho a radialniho sméru

3. Pouze radidlni pozorovani (RV): Voli¢ rezimu = Otvor, umoznuje pouze méreni z radidlniho sméru
4. Pouze axialni pozorovani (AV): Volic¢ reZzimu = Zrcadlo, umoZiiuje pouze méreni z axialniho sméru
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Obrazek 4. Voli¢ rezimi (vlevo),
ktery umozZnuje Ctyfi rezimy
provozu (vpravo).

RADIAL AXIAL

Pouziti vertikdlniho hofaku saxidlni a radidlni pred-optikou umoZfiuje analyzovat vzorky
s vysokym %TDS a soucasné dosdahnout citlivosti na Urovni ppb. Tato jedinecnd robustnost a flexibilita
modelu 5900 SVDV zajistuje, ze i veskeré budouci pozadavky na analyzy bude mozné pokryt timto jednim
pristrojem.

Zaveér

Agilent ICP-OES 5900 SVDV s technologii DSC je produktivni, vysoce vykonny pfistroj s nizkymi
naklady na analyzu. DSC umoZziiuje ICP-OES 5900 SVDV provadét analyzu s axialni a radidlnim pohledem
v jediném méreni. Tato Ucinna technologie vede k nejrychlejsim analyzam a ke sniZeni spotfeby argonu
a k vyssi presnosti, nebot vSechny vinové délky jsou méreny soucasné.

Vertikalni orientace horaku propujc¢uje modelu 5900 SVDV velmi vysokou robustnost. To umoziiuje
analytikim meéfit i ty nejsloZitéjsi vzorky - od vzorkd s vysokym podilem TDS po tékava organicka
rozpoustédla - s dobrou dlouhodobou stabilitou. Diky flexibilité provozu ve ctyfech rliznych mdédech,
pfindsi model 5900 SVDV jistotu laboratofim, jak z hlediska soucasnych tak budoucich legislativni Ci
matricni pozadavk.
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